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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザー彫り込み可能なフレキソ印刷の印刷要素であって、
　（ａ）支持体、および
　（ｂ）放射線に全面的に露光することによって重合・硬化されたエラストマー組成物か
らなる、少なくとも１つのレーザー彫り込み可能な強化エラストマー層、
　を含み、
　該エラストマー層は、エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むに
つれて紫外線の吸光度が減少する漂白可能な光開始剤、および赤外線を吸収するケイ素－
酸素またはリン－酸素の官能性を含む少なくとも１つの添加剤を含み、
　前記漂白可能な光開始剤がアシルホスフィンオキシドであり、
　前記ケイ素－酸素の官能性を含む添加物が、シリカ、ケイ酸カルシウム、雲母、粘土、
タルク、ケイ酸ジルコニウムから成る群から選ばれ、かつ前記リン－酸素の官能性を含む
添加物が芳香族のリン酸エステル、芳香族の亜リン酸エステルおよび芳香族のホスホン酸
エステルから成る群から選ばれることを特徴とする印刷要素。
【請求項２】
　フレキソ印刷の印刷版を形成する方法であって、
（１）感光性の印刷要素を提供する工程であって、
　該印刷要素は、
（ａ）支持体、および



(2) JP 4310060 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

（ｂ）エラストマー組成物からなる、少なくとも１つのレーザー彫り込み可能な強化エラ
ストマー層、
　を含み、
　該エラストマー層は、エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むに
つれて紫外線の吸光度が減少する漂白可能な光開始剤、および９～１２マイクロメーター
の赤外線を吸収するケイ素－酸素またはリン－酸素の官能性を含む添加剤を含み、
前記漂白可能な光開始剤がアシルホスフィンオキシドであり、
　前記ケイ素－酸素の官能性を含む添加物が、シリカ、ケイ酸カルシウム、雲母、粘土、
タルク、ケイ酸ジルコニウムから成る群から選ばれ、かつ前記リン－酸素の官能性を含む
添加物が芳香族のリン酸エステル、芳香族の亜リン酸エステルおよび芳香族のホスホン酸
エステルから成る群から選ばれるものである工程、
（２）感光性の印刷要素全体を紫外線に露光して徹底的に光硬化させる工程、および、
（３）光硬化した要素を画像通りに９と１２マイクロメーターの間の赤外線に露光してそ
のエラストマー層を彫り込む工程、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フレキソ印刷の印刷要素と、その印刷要素をレーザー輻射によって彫り込んで
その要素がフレキソ印刷の印刷版として有用であるように浮彫りを成形するための方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
印刷版は、フレキソ印刷の印刷で、特に、包装材料、例えば、ボール紙、プラスチックフ
ィルムなどのような波形をつけられたまたは滑らかな表面に使用されることがよく知られ
ている。フレキソ印刷の印刷版の１つの種類は、加硫したゴムから作られる。市販用のゴ
ムは、天然品、またはエチレンプロピレンジエンモノマー（ＥＰＤＭ）エラストマーなど
の合成品でありうる。
【０００３】
レーザーは、十分な電力密度を発生させて、ある種の材料を除去することができる。高出
力の二酸化炭素レーザーのようなレーザーは、木材、プラスチックおよびゴムのような多
くの材料、そして金属およびセラミックでさえも除去することができる。レーザーの出力
を適当な電力密度で基板の特定の点にいったん焦点を当てると、材料を徹底的に除去して
浮彫りを作ることができる。レーザー光線があたっていない領域は、除去しない。したが
って、レーザーを使うと、適当な材料に非常に複雑な彫刻図案を作れる可能性がある。
【０００４】
最近、フレキソ印刷に必要な望ましい浮彫り表面を直接提供するゴム要素をレーザーで彫
り込むことが可能になってきた。レーザーで彫り込むことにより、ゴムの印刷版にさまざ
まな機会を提供している。高度に濃縮され、制御可能なエネルギーのレーザーにより、ゴ
ムに非常に精密な細部を彫り込むことができる。印刷板の浮彫りは多くの方法で変更でき
る。そのような版のドットゲインに影響するように、ゆっくり低下する浮彫りの勾配だけ
でなく非常に急な勾配も彫り込むことができる。エチレンプロピレンジエンモノマーのゴ
ムをレーザーで彫り込んで、フレキソ印刷の印刷版を作ることができる。
【０００５】
Ｃａｄｄｅｌｌに発行された米国特許第３，４５９，７３３号には、ポリマーの印刷版を
製造する方法が記述されている。その印刷版は、ポリマー材料を強度が十分な制御された
レーザー光線に露光し、ポリマーを除去して表面にくぼみを作ることによって作られる。
【０００６】
米国特許第５，７９８，２０２号および米国特許第５，８０４，３５３号は、柔軟支持材
上の強化エラストマー層をレーザーで彫り込むことによってフレキソ印刷の印刷版を作る
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プロセスを開示している。米国特許第５，７９８，２０２号に開示されているプロセスに
は、柔軟支持材上の強化エラストマー層から成る単層のフレキソ印刷の印刷要素を補強し
、レーザーで彫り込むことが含まれる。エラストマー層を、機械的に、または熱化学的に
、または光化学的に、あるいはその組合せで強化する。機械的強化は、細かくした粒状物
質のような強化剤をそのエラストマー層に混ぜることによって実施される。光化学的強化
は、光硬化可能な材料をエラストマー層に混ぜて、その層を化学線放射に露光することに
よって達成できる。光硬化可能な材料には、光開始剤または光開始剤システムを有する光
架橋可能なまたは光重合可能なシステムが含まれている。
【０００７】
米国特許第５，８０４，３５３号に開示されているプロセスは、そのプロセスが強化され
たエラストマーのトップ層および柔軟な支持材の上の中間エラストマー層から成っている
多層のフレキソ印刷の印刷要素を強化し、レーザーで彫り込むことを含んでいること以外
は、米国特許第５，７９８，２０２号と同じである。エラストマー層を、機械的に、また
は熱化学的に、または光化学的に、あるいはその組合せで強化する。機械的および光化学
的強化は、米国特許第５，７９８，２０２号に記述されているのと同じ方法で行われる。
中間エラストマー層も同様に強化することが可能である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
機械的および光化学的の両方で強化されるエラストマー要素に関連する問題は、レーザー
で彫り込んでもエラストマー物質を効果的に除去して、望ましい浮彫りの品質、そして最
終的には印刷品質を与えないということである。要素の彫り込み効率を高めるために、エ
ラストマー層に赤外光に敏感な添加物を使うことが望ましい。要素を光化学的に強化する
と、印刷版としての最終用途だけでなく彫り込みするのに望ましい特性を与える。しかし
ながら、粒子状のまたは他の吸収材として添加物が存在すると、要素を光化学的に強化す
るのに必要な紫外線の透過を減らす傾向がある。もしエラストマー層が光化学的強化の間
に硬化が不十分だと、レーザー放射によって物質を効果的に除去できず、その結果、彫り
込み領域の浮彫りの品質が劣ることになる。さらに、レ－ザーの彫り込みの結果生じる廃
物が粘着性である傾向があり、要素から完全に取り除くのが困難である。加えて、もしも
要素が光化学的に十分に強化されていないと、印刷版として必要な最終用途の特性が達成
されない。彫り込みの効果を高める添加物の濃度が増加するにしたがい、これらの問題が
悪化する傾向がある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の１つの目的は、従来技術の短所を克服し、フレキソ印刷の印刷版として使用する
のに適した浮彫り表面を形成するためにレーザーで彫り込むことができるエラストマー要
素を提供することである。
【００１０】
本発明によれば、支持体を含むレーザー彫り込み可能なフレキソ印刷の印刷要素、すなわ
ち、エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むにつれて紫外線の吸光
度が減少する光開始剤システム、および赤外線、好ましくは９～１２マイクロメートルの
赤外線を吸収するケイ素－酸素の官能性またはリン－酸素の官能性を含む少なくとも１つ
の添加剤を含んでいるエラストマー組成物の少なくとも１つのレーザー彫り込み可能な強
化エラストマー層が提供される。
【００１１】
本発明のもう１つの態様によれば、そのエラストマー組成物のエラストマー層を紫外線に
全面的に露光することによって強化すること、およびエラストマー層を彫り込むために強
化された要素を画像の位置で９～１２マイクロメートルの赤外線レーザー放射に露光する
ことを含んでいる、上記のフレキソ印刷の印刷要素からフレキソ印刷の印刷版を形成する
方法が提供される。
【００１２】
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【発明の実施の形態】
本明細書で使用されている用語「レーザー彫り込み可能な」は、十分な強度のレーザー光
線に露光されている材料のそれらの領域がフレキソ印刷用途に適した十分な解像度および
凸版の深さで物理的に分離されることになるようにレーザー放射を吸収できる材料をいう
。「物理的に分離される」によって、そのように露光された材料が、真空清掃または洗浄
によるような機械的手段によって、またはその表面を横切るガスの流れをほぐされた粒子
を除去するのに向けることによって除去されるかまたは除去されることができるかのいず
れかを意味している。
【００１３】
本発明は、エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むときに紫外線（
ＵＶ）の吸光度が減少する光開始剤システム、および赤外線に敏感な添加物を含んでいる
エラストマー組成物の少なくとも１つの強化エラストマー層を支持体に含むフレキソ印刷
の印刷要素を包含している。フレキソ印刷の印刷要素は、強化されたエラストマー層を分
離して、レーザーで照射された領域に浮彫りの深さを形成するために、レーザー放射で彫
り込み可能である。エラストマー組成物から作られたエラストマー層は、その組成物が感
光性で化学線に露光されると硬化する光化学手段、およびその組成物が少なくとも１つの
添加物を含む機械的手段の両方によって強化される。
【００１４】
適切なエラストマー結合剤は、結果として生じる要素を以下に論じるようにレーザーによ
り彫り込むことができるように選ばれるべきである。加えて、その結果生じる版がフレキ
ソ印刷に関連した特性を有するべきである。これらの特性の中には、柔軟性、弾力、ショ
アＡ硬度、インクとの混和性、耐オゾン性、耐久性および解像度がある。そのような材料
は、レーザーによる彫り込みのプロセス中に有毒ガスを放出するのを避けるために、ハロ
ゲン、または硫黄のようなヘテロ原子を混合しないことも好ましいが、それが絶対必要で
はない。したがって、フレキソ印刷に望ましい特性が得られる限り、単一のエラストマー
材料または材料の組合せのいずれかを使うことができる。結合剤は、エラストマー組成物
の４０重量％から７５重量％、好ましくは少なくとも４５重量％から５５重量％存在する
。
【００１５】
エラストマー材料の例は、Ｃｈａｎｄｌｅｒらの編集になるプラスチック技術ハンドブッ
ク（Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ）に記載されている。多
くの場合、エラストマー層を調合するのに熱可塑性エラストマーを使用するのが望ましい
。熱可塑性エラストマーを光化学的に強化する時、その層は弾性のままであるが、そのよ
うな強化の後はもはや熱可塑性ではない。これには、米国特許第４，３２３，６３６号、
第４，４３０，４１７号および４，０４５，２３１号に記載されているように、ブタジエ
ンとスチレンのコポリマー、イソプレンとスチレンのコポリマー、スチレン－ジエン－ス
チレンのトリブロックコポリマーなどのようなエラストマー材料が含まれるが、それに限
定されない。これらのトリブロックコポリマーを、３つの基本的な種類のポリマー、すな
わち、ポリスチレン－ポリブタジエン－ポリスチレン（ＳＢＳ）、ポリスチレン－イソプ
レン－ポリスチレン（ＳＩＳ）、またはポリスチレン－ポリ（エチレンブチレン）－ポリ
スチレン（ＳＥＢＳ）に分割することができる。
【００１６】
エラストマー結合剤のほかに、第２の結合剤を任意にエラストマー層に存在させることも
可能である。適切な第２の結合剤には、架橋されていないポリブタジエンおよびポリイソ
プレン、ニトリルエラストマー、ポリイソブチレンおよび他のブチルエラストマー、ポリ
アルキレンオキシド、ポリホスファゼン、アクリル酸エステルおよびメタクリル酸エステ
ルの弾性ポリマーおよび弾性コポリマー、弾性ポリウレタンおよびポリエステル、エチレ
ン－プロピレンコポリマーおよび非架橋ＥＰＤＭ（エチレン－プロピレン－ジエンモノマ
ー）のようなオレフィンの弾性ポリマーおよびコポリマー、酢酸ビニルの弾性コポリマー
およびその部分水素化誘導体が含まれる。本明細書で使用されているようなエラストマー
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という用語は、また、コアシェルのミクロゲル、およびミクロゲルと前もって形成された
高分子ポリマーの混合物を包含する。
【００１７】
エラストマー組成物は感光性であり、強化されている、すなわち、放射線、好ましくは紫
外線に露光されることにより誘発される重合によって硬化されているので、そのエラスト
マー組成物を光重合可能な組成物と考えることもできる。本明細書で使用されているよう
に、「光重合可能な」という用語は、光重合可能な、光架橋可能な、またはその両方であ
るシステムを包含することを目的としている。エラストマー組成物または光重合可能な組
成物には、エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、および化学線に敏感な開始
剤が含まれる。ほとんどの場合、その開始剤は、可視線または紫外線に敏感である。フレ
キソ印刷の印刷版に形成に適している光重合可能な組成物はどれも本発明のために使用す
ることができる。適当な組成物の例は、例えば、Ｃｈｅｎらの米国特許第４，３２３，６
３７号、Ｇｒｕｅｔｚｍａｃｈｅｒらの米国特許第４，４２７，７４９号、Ｆｅｉｎｂｅ
ｒｇらの米国特許第４，８９４，３１５号、およびＭａｒｔｅｎｓの米国特許第５，０１
５，５５６号に開示されている。
【００１８】
エラストマー組成物は（光重合可能な組成物と同様に）、澄んだ曇りのない感光性の層が
できる程度まで、結合剤と相溶性でなければならないたった１つのモノマーまたはモノマ
ーの混合物を含んでいる。エラストマー組成物に使用できるモノマーは当該技術分野では
よく知られており、比較的低い分子量（一般に約３０，０００未満）を有する付加重合の
エチレン系不飽和化合物を含むが、それに限定されない。好ましくは、モノマーは約５０
００未満の比較的低い分子量を有する。適当なモノマーの例には、アクリル酸ｔ－ブチル
、アクリル酸ラウリル、アルコールおよびアルカノールのようなポリオールのアクリル酸
エステルおよびメタクリル酸エステルのモノ－およびポリ－エステル、アルキレングリコ
ール、トリメチロールプロパン、エトキシル化したトリメチロールプロパン、ペンタエリ
スリトール、ジペンタエリスリトールなどがある。適当なモノマーの他の例には、イソシ
アン酸エステル、エステル、エポキシドなどのアクリル酸エステルおよびメタクリル酸エ
ステル誘導体がある。モノマーのそれ以上の例は、Ｃｈｅｎの米国特許第４，３２３，６
３６号、Ｆｒｙｄらの米国特許第４，７５３，８６５号、Ｆｒｙｄらの米国特許第４，７
２６，８７７号、およびＦｅｉｎｂｅｒｇらの米国特許第４，８９４，３１５号に見つけ
ることができる。モノマーは、エラストマー組成物の少なくとも５重量％、好ましくは１
０重量％の量で存在する。
【００１９】
　エラストマー組成物には、重合が進むにつれて紫外線（ＵＶ）の吸光度が減少する光開
始剤が含まれる。重合が進むにつれて紫外線の吸光度が減少する光開始剤は、架橋が起こ
るように、光重合可能な材料に紫外線を浴びせ続けさせる漂白可能な光開始剤として知ら
れている。従来の開始剤は照射が始まった後に化学線を吸収し続けるので、漂白可能な光
開始剤は、光重合可能な材料用の従来の光開始剤とは異なる。しかしながら、いったん漂
白可能な光開始剤がエラストマー組成物の中で反応すると、その開始剤はもはや放射線を
吸収する能力がない。すなわち、漂白可能な光開始剤は、重合が進むにつれて、層が同じ
照射を与えられた従来の開始剤を持った光重合可能な層よりも、より速くしかもより完全
に硬化するように、その層の中に紫外線をより深く通させる。また、漂白可能な光開始剤
は、印刷版の彫り込み性能、硬度、耐久性および耐インク性を改善する強化されたエラス
トマー層内により大きな架橋密度を与えるだろう。エラストマー組成物の層に添加物が存
在する場合、添加物が、化学線の吸収または散乱のために、層の架橋効率を低下させる傾
向があるので、漂白可能な光開始剤を使用することは特に有用である。さらに、そのエラ
ストマー層の他の成分または要素も同様に化学線を吸収する、または散乱させる可能性が
あるので、その層の架橋効率を低下させる傾向がある。したがって、漂白可能な光開始剤
はエラストマー層をより深くまで硬化させる。漂白可能な光開始剤は２５０ｎｍ～５００
ｎｍ、好ましくは約３６５ｎｍの波長に敏感である。本発明のエラストマー組成物に使用
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するのに適した漂白可能な光開始剤はアシルホスフィンオキシドである。アルコキシフェ
ニル置換したアシルホスフィンオキシドが特に好ましく、米国特許第５，７６７，１６９
号にＬｅｐｐａｒｄらによって開示されている。アルコキシフェニル置換したビスアシル
ホスフィンオキシドには、２，４，６－トリメチル－ベンゾイル－ジフェニルホスフィン
オキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジイソブトキシフェニ
ルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルホスフィ
ンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジオクチルオキシフ
ェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジイ
ソプロポキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）
－２，４－ジヘキシルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチ
ルベンゾイル）－２，４－ジ－二級－ブトキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，
４，６－トリメチルベンゾイル）－２－メチル－４－メトキシフェニルホスフィンオキシ
ド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２－プロポキシ－４－メチルフェニル
ホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジイソペン
チルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－
２，６－ジメチル－４－ブトキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，６－ジメトキ
シベンゾイル）－２，４－ジオクチルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，６
－ジメトキシベンゾイル）－２，４－ジイソブトキシフェニルホスフィンオキシド、ビス
（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２－メチル－４－メトキシフェニルホスフィンオキ
シド、およびビス（２，６－ジエトキシベンゾイル）－２－プロポキシ－４－メチルフェ
ニルホスフィンオキシドが含まれるが、それに限定されない。最も好ましい漂白可能な光
開始剤はビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルホスフィンオキシドおよ
び２，４，６－トリメチル－ベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドである。漂白可能
な光開始剤は、エラストマー組成物の０．０５重量％から３重量％、好ましくは０．１０
重量％から１．０重量％存在する。
【００２０】
光重合可能な層の光重合の速度は、光を吸収してラジカルを発生する種（光開始剤）の濃
度の平方根だけでなく、その層に当たる光度の平方根に正比例する。光開始剤の濃度が増
加するにつれて、重合速度が増加する。しかしながら、サンプルの所定の厚さを通過する
光が減少すると、その結果、重合速度が減少する場合もある。したがって、光重合の速度
（または硬化速度）を最大にするために、光開始剤の濃度を最適化する必要がある。この
最適条件は、光開始剤の吸光度特性だけでなく光重合可能な層の厚さによって決まる。一
般的には、そのような最適条件は当分野の技術者による実証研究によって見つけられる。
エラストマー組成物に含まれる漂白可能な光開始剤の場合には、最適条件は、その開始剤
の漂白の速度、すなわち、どれだけ速くその開始剤が反応するか、そしてこれら開始剤か
らの生成物の残りの吸光度によっても決まる。さらに、本発明のエラストマー組成物の場
合、その組成物中のある添加物または他の物質の吸光度、反射率および散乱の影響も考慮
する必要がある。その結果、一般的には、最適な開始剤濃度は特定の成分（例えば、添加
物濃度）および特定の厚さについて実証研究によって見つけられる。
【００２１】
エラストマー組成物は、化学線に敏感な任意の単一化合物または化合物の組合せでありう
る従来の光開始剤を随意的に含むことができ、遊離基を発生させてモノマーまたはモノマ
ー混合物の重合を過度に停止することなしに開始する。光開始剤は、一般に、化学線の光
、例えば、可視光線または紫外線、好ましくは紫外線に敏感である。好ましくは、光開始
剤は１８５℃以下では熱的に不活性であるべきである。適当な光開始剤の例には、置換し
たまたは置換していない多核キノンがある。適当な系の例は、Ｇｒｕｅｔｚｍａｃｈｅｒ
らの米国特許第４，４６０，６７５号およびＦｅｉｎｂｅｒｇらの米国特許第４，８９４
，３１５号に開示されている。光開始剤は、一般に、光重合可能な組成物の重量に基づい
て０．００１％から１０．０％の量存在する。
【００２２】
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　エラストマー組成物には、さらに、赤外線、好ましくは９～１２マイクロメーターの赤
外線を吸収するシリカ－酸素（Ｓｉ－Ｏ結合）官能性またはリン－酸素（Ｐ－Ｏ結合）官
能性を含む少なくとも１つの添加物が含まれる。エラストマー層の彫り込み感度は、彫り
込みに使用されるレーザー放射の、好ましくは９および１２マイクロメーターである波長
に敏感である添加物が存在することによって高くなる。したがって、少なくとも１つの添
加物の感度は、本発明では一般的に二酸化炭素レーザーである、彫り込みのために使用さ
れるレーザー放射の波長に合っている。エラストマー層の彫り込み感度が増加すると、結
果として、彫り込みの速度が速くなり（添加物の入っていないエラストマー材料と比較し
て）、彫り込みによって発生する廃物の厚さが減少する。添加物は、同時に、引張強さ、
剛性、引裂き抵抗および耐摩耗性のようなエラストマー層の機械的特性を高めるかもしれ
ない。適当な添加物には、シリカ、粘土、タルク、雲母、およびケイ酸塩、例えば、ケイ
酸カルシウムおよびケイ酸ジルコニウム、のようなシリカ－酸素の単結合官能性を含んで
いる粒子状の無機充填剤材料がある。適当な添加物には、また、芳香族のリン酸エステル
、芳香族の亜リン酸エステルおよび芳香族のホスホン酸エステルのようなリン－酸素の単
結合官能性を含んでいる有機材料がある。リン－酸素の単結合を持つ添加物は、粒子状、
液体、またはポリマーの形である可能性がある。言及した他の添加物より以上のエラスト
マー層の高いレーザー彫り込み感度を与えるので、ケイ酸塩、特にケイ酸ジルコニウム、
および芳香族リン酸エステルが好ましい。すなわち、好ましい添加物は、同じレーザー出
力を与えられると、エラストマー材料が彫り込み中に、他の充填剤を含んでいるエラスト
マー層よりも速く除去されるような程度まで赤外線を吸収する。添加物は数マイクロメー
ターまでの粒径を持つことができるが、好ましくは１マイクロメーター未満である。添加
物はエラストマー組成物中に、エラストマー組成物の１～２０重量％、好ましくは５～２
０重量％、そして最も好ましくは１０～２０重量％存在する。他の添加物がエラストマー
組成物に含まれてもよい。ただし、その感度が彫り込みに使われるレーザー放射の波長に
合うものとする。
【００２３】
エラストマー組成物は、エラストマー層にとって望ましい特性をさらに高めるために、添
加物とは異なる第２の充填剤を任意に含むことができる。適当な第２の充填剤には、カー
ボンブラック、黒鉛、二酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミニウムおよ
びアルミナがある。第２の充填剤は数マイクロメーターまでの粒径を持つことができるが
、好ましくは１マイクロメーター未満である。充填剤としてのカーボンブラックの場合、
粒径は通常直径が２００から５００オングストロームの間である。エラストマー組成物は
、望まれる最終的な特性によっては他の成分を含むことができる。そのような成分には、
増感剤、可塑剤、レオロジー改質剤、熱重合禁止剤、着色剤、酸化防止剤およびオゾン割
れ防止剤がある。
【００２４】
強化エラストマー層の厚さは、望まれる印刷要素の種類次第で広い範囲にわたって変化す
ることができる。光重合可能な層は、厚さが約１７ミルから２８５ミル（０．０４ｃｍか
ら０．７２ｃｍ）またはそれ以上であることができる。フレキソ印刷の印刷要素は、隣接
するエラストマー層よりも、同じまたは異なる組成の１つまたは複数の強化エラストマー
層を含むことができる。
【００２５】
支持体は、フレキソ印刷の印刷版を調製するのに使われる感光性要素と共に伝統的に使用
されている任意の柔軟材であることができる。適当な支持体材料の例には、付加ポリマー
および線状縮合ポリマーによって成形されたようなポリマーフィルム、ガラス繊維のよう
な透明な発泡体および織物、およびアルミニウムおよびニッケルのような金属がある。好
ましい支持体はポリエステルフィルム、例えば、特に好ましいのはポリエチレンテレフタ
レートである。支持体は、一般的に、２から１０ミル（０．００５１から０．０２５ｃｍ
）の厚さを持ち、好ましい厚さは３から８ミル（０．００７６から０．０２０ｃｍ）であ
る。支持体はシートの形であってもよいし、あるいはスリーブのような円筒形であっても
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よい。ポリマーフィルムで作られた柔軟なスリーブが好ましい。それは、一般的に、その
ようなスリーブは紫外線に対して透明であり、それによって、円筒形の印刷要素の中に床
板を作るのに逆引火暴露を受け入れるからである。スリーブは、単層または多層の柔軟材
料で成形することができる。ただし、スリーブが上述の特性を有するものとする。多層ス
リーブには、柔軟材の層の間に接着剤の層または接着剤のテープを含む場合もある。好ま
しい多層スリーブは米国特許第５，３０１，６１０号に開示されている。スリーブは、一
般的には、１０から８０ミル（０．０２５から０．２０３ｃｍ）以上の壁の厚さを有する
。要素に使用するのに適した支持体の他の例は、米国特許第３，１４６，７０９号のＢａ
ｓｓらによって、および米国特許第４，９０３，５９７号のＨｏａｇｅらによって開示さ
れている。
【００２６】
スリーブに光重合可能な層の接着を容易にするために、支持体表面に接着剤またはプライ
マーという乾板のゼラチンの下塗り層を持つのも任意である。さらに、スリーブの外表面
を火炎処理または電子処理、例えば、コロナ処理してもよい。処理層またはプライマー層
は、支持体をポリマーフィルムで作る場合に、特に有用である。
【００２７】
レーザー彫り込みをする表面に、汚染または損傷を防止するために任意にカバーシートを
使うこともできる。任意のカバーシートはレーザー彫り込みをする前に取り除く。カバー
シートとして使用に適しているのは、ポリエステル、ポリカーボナテ、フッ素ポリマー、
ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、または他の剥がせる材料の薄いフィルム
である。カバーシートとして好ましいのはポリエステルである。カバーシートは剥離層で
ゼラチンの下塗りをすることもできる。
【００２８】
当分野でよく知られているさまざまな技術を使って、エラストマー組成物を調製すること
ができる。使用できる１つの方法は、成分（すなわち、結合材、モノマー、開始剤、添加
物および他の成分）を押出し機中で混合し、次いでその混合物を支持体の上に高温溶融物
として押し出すことである。組成物を溶融し、混合し、脱気し、ろ過するという機能を果
たすのに押出し機を使用することが好ましい。均一な厚さを達成するために、押し出し段
階を、高温混合物を２枚の平板の間または１枚の平板と剥離ロールの間でカレンダーにか
けるカレンダー段階と都合よく組み合わせることもできる。代わりに、材料を一時的な支
持体の上に押し出し／カレンダーにかけ、後で望ましい最終的な支持体にラミネートする
ことができる。要素を、成分を適当な混合装置で混合することによって調製し、それから
、材料を適当な金型で望ましい形にプレス加工することもできる。一般に、材料を支持体
とカバーシートの間でプレス加工する。成形段階は圧力および／または熱を伴うことがで
きる。
【００２９】
エラストマー組成物を主として添加物を含めることによって強化する。レーザー彫り込み
する前に徹底的に光硬化させるために、エラストマー組成物を全体的に化学線に露光する
ことによって光化学的にも強化する。エラストマー組成物の層を、要素の製造中に、また
は要素の構成の一部として印刷版の中に最終使用する間に、光化学的に強化することがで
きる。エラストマー層の光硬化をもたらすための放射源を、放出される波長が漂白可能な
光開始剤の敏感な範囲に合うように選ぶべきである。この紫外線源は、この放射の効果的
な量を供給すべきである。太陽光に加えて、適当な高エネルギーの放射源には、炭素アー
ク、水銀アークおよび蛍光灯が含まれ、サブランプが適当である。強度が光硬化を開始す
るためにのみ十分であり、材料を除去するのに十分でないならば、レーザーを使うことが
できる。露光する時間は、放射の強度およびスペクトルエネルギー分布、エラストマー組
成物からの距離、そしてエラストマー組成物の性質および量によって変化する。露光して
いる段階の間、取り除けるカバーシートがあってもさしつかえない。ただし、露光するの
が終わった後、レーザーによる彫り込みの前に、カバーシートは取り除くものとする。
【００３０】
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フレキソ印刷の印刷要素を使うプロセスでは、エラストマー要素を光硬化した後、印刷要
素をレーザー放射で彫り込む。レーザーによる彫り込みは、レーザー放射の吸収、局部加
熱および三次元での材料の除去を包含している。本発明のレーザー彫り込みプロセスはマ
スクまたは型板の使用を含んでいない。これは、レーザーが焦点でまたはその近くで彫り
込みされるべき強化エラストマー層に当たるからである。したがって、彫り込みできる最
小部分がレーザー光線そのものによって指示されている。レーザー光線および彫り込まれ
るべき材料は互いに関しては一定に動いており、したがって、版（画素）の各微小区域が
レーザーによって個々に処理される。イメージ情報が、型板を通すよりもむしろコンピュ
ータからデジタルデータとして、この種の装置に直接供給される。同じイメージまたは異
なるイメージの単一イメージまたは多数のイメージについて任意のパターンを彫り込むこ
とが可能である。
【００３１】
レーザーで彫り込む場合に考慮されるべき要因には、要素の深みへのエネルギーの沈積、
熱解離、溶融、蒸発、酸化のような熱的に誘発された化学反応、彫り込まれている要素の
表面にわたる空中浮遊物の存在、および彫り込まれているその要素からの材料の機械的な
排出が含まれるが、それに限定されない。集束レーザー光線を用いて金属およびセラミッ
ク材料を彫り込むことに関する調査努力により、その彫り込み効率（レーザーエネルギー
の単位当たりの除去された材料の容積）および精度は、彫り込まれる材料の特性およびレ
ーザーによる彫り込みが起こる条件と強く絡み合っていることが実証されている。エラス
トマー材料を彫り込む場合、そのような材料は金属およびセラミック材料とは全く異なる
けれども、同じような複雑なものが関わっている。
【００３２】
レーザーで彫り込める材料は通常ある種の強度のしきい値を示し、それより以下では材料
は除去されない。そのしきい値より下では、材料の中に沈積したレーザーエネルギーはそ
の材料の蒸発温度に達する前に消散するように見える。このしきい値は金属およびセラミ
ック材料では非常に高い場合もある。しかしながら、エラストマー材料に関しては、その
値が非常に低い可能性がある。このしきい値より上で、入力エネルギーの速度は、熱消散
のようなエネルギー損失のメカニズムに対して非常によく対抗する。照らされた区域では
ないけれど、その近くの消散したエネルギーは材料を蒸発させるのに十分かもしれない。
したがって、その彫り込まれた部分はより広く、より深くなる。この影響は、溶融温度が
低い材料でより顕著である。
【００３３】
レーザーによる彫り込みは、９～１２マイクロメーター、特に１０．６マイクロメーター
の波長の赤外線を放つ任意のいろいろな種類の赤外線レーザーによって達成できる。レー
ザーによる材料の除去は、強化エラストマー層中に、レーザーにより発生する放射エネル
ギーを吸収する赤外線に敏感な添加物が存在することによって促進される。フレキソ印刷
の印刷要素を彫り込むのに特に適したレーザーは、１０．６マイクロメーターの波長を出
す二酸化炭素レーザーである。二酸化炭素レーザーは妥当な価格で市販されている。二酸
化炭素レーザーは連続波および／またはパルスモードで作動できる。レーザーを両方のモ
ードで作動させることができることは、低いまたは適度な放射強度では、パルス彫り込み
は効率が低いかもしれないので、望ましいことである。材料を加熱し、溶融させさえもす
るが、蒸発はさせないまたはその反対に物理的に分離させるかもしれないエネルギーは失
われる。一方、低いまたは適度な強度での連続波の放射は所定の区域に蓄積されるけれど
、ビームはその区域の付近を走査する。したがって、低強度での連続波モードが好ましい
かもしれない。パルスモードは高強度で好ましいモードであるかもしれない。なぜなら、
もし材料を吸収している放射の雲状のものが形成されたら、パルス間の時間間隔にそれを
分散させるための時間があっただろうし、したがって、固体表面により効率的な放射を放
出できたであろうからである。
【００３４】
一般的に、フレキソ印刷の印刷要素は、レーザーと関係がある回転ドラムの外部に取り付
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けられる。レーザーはドラム上のその要素に当たるように集束される。ドラムを回転させ
、そのレーザー光線に関連して移動させると、要素はそのレーザー光線にらせん状の方式
で露光される。レーザー光線は画像データで調節され、その結果、その要素に彫り込まれ
た浮彫を持つ二次元の画像、すなわち、三次元の要素になる。浮彫りの深さは床の厚さと
印刷層の厚さとの差である。代わりに、レーザーをドラム上の要素に関連して移動させて
もよい。
【００３５】
本明細書に記述したレーザーで彫り込み可能なフレキソ印刷の印刷要素を、レーザー彫り
込みの前後のいずれかに任意に処理して、表面の粘着性を除去することができる。スチレ
ン－ジエンのブロックコポリマーの表面の粘着性を除去するのに使用されている適当な処
理には、臭素溶液または塩素溶液による処理、および光による仕上げ、すなわち、３００
ｎｍ以下の波長を持つ放射源に露光することが含まれる。そのような処理は、エラストマ
ー層の光化学的強化を構成してはいないということを理解すべきである。
【００３６】
　さらに、これらの要素を、化学線に全体を露光するようなレーザー彫り込み後の処理に
かけることもできる。化学線に露光することは、一般に、化学的硬化プロセスを完成させ
ることを目的にしている。これは、特に、レーザーによる彫り込みによって作られる床お
よび側壁の表面の場合に当てはまる。
　本発明は以下の実施の態様を含むものである。
１．レーザー彫り込み可能なフレキソ印刷の印刷要素であって、
　（ａ）支持体、および
　（ｂ）エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むにつれて紫外線の
吸光度が減少する光開始剤システム、および赤外線を吸収するケイ素－酸素またはリン－
酸素の官能性を含む少なくとも１つの添加剤を含んでいるエラストマー組成物の少なくと
も１つのレーザー彫り込み可能な強化エラストマー層である印刷要素。
２．前記１の光開始剤がアシルホスフィンオキシドの漂白可能な光開始剤であることが好
ましい。
３．前記２の漂白可能な光開始剤が２，４，６－トリメチル－ベンゾイル－ジフェニルホ
スフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジイソブトキ
シフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニル
ホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジオクチル
オキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，
４－ジイソプロポキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベン
ゾイル）－２，４－ジヘキシルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－
トリメチルベンゾイル）－２，４－ジ－二級－ブトキシフェニルホスフィンオキシド、ビ
ス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２－メチル－４－メトキシフェニルホスフィ
ンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２－プロポキシ－４－メチル
フェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－２，４－ジ
イソペンチルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾ
イル）－２，６－ジメチル－４－ブトキシフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，６－
ジメトキシベンゾイル）－２，４－ジオクチルオキシフェニルホスフィンオキシド、ビス
（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４－ジイソブトキシフェニルホスフィンオキシ
ド、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２－メチル－４－メトキシフェニルホスフ
ィンオキシド、およびビス（２，６－ジエトキシベンゾイル）－２－プロポキシ－４－メ
チルフェニルホスフィンオキシドから成る群から選ばれることが好ましい。
４．前記２の漂白可能な光開始剤がビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニ
ルホスフィンオキシドおよび２，４，６－トリメチル－ベンゾイルジフェニルホスフィン
オキシドから成る群から選ばれることが好ましい。
５．前記１のケイ素－酸素の官能性を含んでいる添加物がシリカ、ケイ酸カルシウム、雲
母、粘土、タルク、ケイ酸ジルコニウムから成る群から選ばれることが好ましい。
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６．前記１のリン－酸素の官能性を含んでいる添加物が芳香族のリン酸塩、芳香族の亜リ
ン酸塩および芳香族のホスホン酸塩から成る群から選ばれることが好ましい。
７．前記１の結合剤がエラストマー組成物の４０から７５重量％存在することが好ましい
。
８．前記１の少なくとも１つの添加物がエラストマー組成物の重量に基づいて１から２０
重量％存在し、ケイ酸塩、芳香族のリン酸塩、芳香族の亜リン酸塩および芳香族のホスホ
ン酸塩から成る群から選ばれることが好ましい。
９．前記１の少なくとも１つの添加物が９～１２マイクロメーターの赤外線を吸収するこ
とが好ましい。
１０．フレキソ印刷の印刷版を形成する方法であって、
（１）（ａ）支持体、および
（ｂ）エラストマー結合剤、少なくとも１つのモノマー、重合が進むにつれて紫外線の吸
光度が減少する光開始剤システム、および９～１２マイクロメーターの赤外線を吸収する
ケイ素－酸素またはリン－酸素の官能性を含む添加剤を含んでいるエラストマー組成物の
少なくとも１つのレーザー彫り込み可能な強化エラストマー層を含む感光性の印刷要素を
提供する工程、
（２）感光性の印刷要素全体を紫外線に露光して徹底的に光硬化させる工程、および、
（３）光硬化した要素を画像通りに９と１２マイクロメーターの間の赤外線に露光してそ
のエラストマー層を彫り込む工程、を含む方法。
【００３７】
以下の実施例では、他に特に指示がない限り、パーセンテージはすべて重量に基づいてい
る。
【００３８】
実施例１Ａ
次の実施例１Ａおよび比較例１Ｂは、漂白可能な光開始剤を使用すると、添加の充填材が
存在する場合、光重合（および硬化）の速度が高くなることを実証している。
【００３９】
　表１に記述されているような光重合可能な層を調製した。漂白可能な光開始剤は、図１
Ａに示すようなＣｉｂａ（ニューヨーク州、Ｈａｗｔｈｏｒｎｅ）によってＩＲＧＡＣＵ
ＲＥ（登録商標）８１９の商品名で販売されているビス（２，４，６－トリメチルベンゾ
イル）－フェニルホスフィンオキシドであった。それらの成分を約２５ｍｌの塩化メチレ
ンに混ぜて、一晩混合させた後、１００℃で粉砕した。その後、粉砕した材料を、市販さ
れている液圧プレスであるＣａｒｖｅｒ　Ｐｒｅｓｓで、ほぼ６０ミル（０．１５２ｃｍ
）の厚さの板にプレス加工した。光重合可能な層の未硬化の硬度は、ほぼ３６ショアＡで
あった。Ｏｌｉｔｅ　ＡＬ８３紫外線暴露装置（カリフォルニア州、ＩｒｖｉｎｅのＯＬ
ＥＣ　Ｃｏｒｐ．社製）からの紫外線に１分間露光すると、その板は光硬化してほぼ６０
のショアＡ硬度を達成した。使用したその紫外線源の光強度は１７．８ｍＷ／ｃｍ２であ
った。
【００４０】
【表１】
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【００４１】
【化１】

【００４２】
実施例１Ａの化学式：ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルホスフィン
オキシドの構造
【００４３】
比較例１Ｂ
漂白可能な光開始剤を１％の２，２－ジメトキシフェニルアセトフェノン（図１Ｂに示す
従来の開始剤であり、Ｃｉｂａ（ニューヨーク州、Ｈａｗｔｈｏｒｎｅ）によってＩｒｇ
ａｃｕｒｅ（登録商標）６５１の商品名で販売されている）と交換したこと以外は、実施
例１Ａに記述したのと同様にして光重合可能な層を調製した。充填剤、ケイ酸ジルコニウ
ムは組成物に残した。開始剤濃度の変化はオイルの濃度を変えることによって調整した。
層の未硬化の硬度はほぼ３９ショアＡであった。光重合可能な層を実施例１Ａに記述した
のと同じ波長および強度の紫外線に露光した。同じ紫外線源の下で、同じ条件を使って７
分間暴露した後に、その層はほぼ５８のショアＡ硬度を達成した。
【００４４】
【化２】
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【００４５】
比較例１Ｂの化学式：２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン（ＤＭＰＡ）の
構造
【００４６】
実施例２
次の実施例は、開始剤の濃度および添加の充填剤の濃度への重合速度の依存度を実証して
いる。
【００４７】
実施例１Ａで記述したものに類似の配合物であるが、ホスフィンオキシド光開始剤（図２
に示す２，４，６－トリメチル－ベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド（ＢＡＳＦ社
によってＬＵＣＩＲＩＮ（登録商標）ＴＰＯの商品名で販売されている）の量を変え、そ
してケイ酸ジルコニウムの代わりに沈降無定形シリカ（ペンシルバニア州、ピッツバーク
のＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社のＨｉＳｉＬ（登録商標）９１５）の量を変えて、光
重合可能な層を調製した。その異なる配合物の中のシリカおよび開始剤の量を表２に示す
。添加物濃度の変化は、ＳＢＳポリマーの濃度を変えることによって補正した。開始剤の
濃度の変化はオイルの濃度を変えることによって補正した。ほぼ０．１５２ｃｍ（０．０
６０インチ）の厚さの板を、実施例１Ａに記述したような配合物からプレス加工した。
【００４８】
【化３】

【００４９】
実施例２の化学式：２，４，６－トリメチル－ベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド
の構造
【００５０】
示差走査熱量測定は、Ｃ．Ｅ．Ｈｏｙｌｅ著、″Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ　Ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ″、Ｓ．Ｐｅｔｅｒ　Ｐａｐｐ
ａｓ（編集）のＲａｄｉａｔｉｏｎ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙの３章、５７～１３３頁、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、ニューヨーク、１９
９２年に示されているように光重合の研究に広く使用されている。この技術は、反応速度
（この場合の重合における）は、反応（重合）が進む時に放出される熱に正比例している
という原理に基づいて機能している。
【００５１】
これらの板のそれぞれについて光重合速度を研究するのに、写真用の付属品（デラウエア
州、ニューカッスルのＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）の付いた示差走査熱量計を使
用した。その示差走査熱量計での光重合を、約５ｍＷ／ｃｍ２の紫外線強度の光強度で行
った。配合物の硬化速度を表している最高速度が、前記配合物のそれぞれについて得られ
た。表２は、最高速度に関して光重合速度の光開始剤および充填剤濃度への依存度を示し
ている。最高速度が高くなればなるほど、光重合速度が速くなる。
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【００５２】
【表２】

【００５３】
実施例３Ａ
次の実施例は、充填剤のケイ酸ジルコニウムが存在するとエラストマーの印刷層のレーザ
ーによる彫り込み感度が改善されることを実証している。
【００５４】
実施例１Ｂに記述した光重合可能な層を、ＣＹＲＥＬ（登録商標）２００１Ｅ暴露装置の
全面的な暴露によって光重合し、Ｋｅｒｎ二酸化炭素レーザー彫り込み機（ウイスコンシ
ン州のＫｅｒｎ　Ｅｎｇｒａｖｅｒｓ社製）を使って彫り込みをした。そのレーザーの走
査速度は１秒当たり１２．７ｃｍ（５インチ）で、表面に集束させた。２５Ｗのレーザー
出力で彫り込み深さは０．０５３ｃｍ（０．０２１インチ）と測定された。彫り込み後に
取り除かれた廃物は粉状で、容易に掃除された。
【００５５】
比較例３Ｂ
実施例３Ａで使用されたものと類似の配合物を持つがケイ酸ジルコニウムを持たない光重
合可能な層を光重合し、実施例３Ａに記述したのと同じ条件で彫り込みをした。添加の充
填剤濃度の変化はＳＢＳポリマーの濃度を変えて調整した。彫り込み深さは０．０４１ｃ
ｍ（０．０１６インチ）と測定された。彫り込みにより取り除かれた廃物は粘着性であり
、掃除が容易ではなかった。
【００５６】
実施例３Ａと比較すると、ケイ酸ジルコニムが存在するとエラストマー組成物の彫り込み
感度が実質的に改善され、彫り込み廃物の清掃可能性が改善された。
【００５７】
実施例３Ｃ
ケイ酸ジルコニウムを５重量％のＨｉＳｉＬ（登録商標）９１５（無定形シリカ）と交換
したこと以外は実施例３Ａで使用されたものと類似の配合物を持つ光重合可能な層を調製
した。その層を光重合し、実施例３Ａに記述したのと同じ条件で彫り込みをした。彫り込
み深さは０．０４８ｃｍ（０．０１９インチ）と測定された。さらに、彫り込みにより取
り除かれた廃物はやや粘着性であり、掃除の容易さはほどほどであった。
【００５８】
実施例４Ａ
次の実施例は、非粒子状の形、すなわち、液体の形でリン－酸素の官能性を持つ添加物が
存在するとエラストマー層のレーザーによる彫り込み感度が高くなることを実証している
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。
【００５９】
実施例３Ｃで使用されたものと同じ熱可塑性エラストマーを含んでいるが、２０重量パー
セントのリン酸トリクレシルを持つ層を調製した。この層を、二酸化炭素レーザー彫り込
み機（アリゾナ州、ＴｕｃｓｏｎのＵＬＳ社製）を使用して５０Ｗのレーザー出力および
１秒当たり６１ｃｍ（２４インチ）の走査速度で彫り込みすると、彫り込み深さは０．０
６１ｃｍ（０．０２４インチ）と測定された。廃物は清掃が容易なやや粘性のある液体で
あった。
【００６０】
熱可塑性エラストマーであるスチレン－ブタジエン－スチレンのブロックコポリマー（Ｋ
ｒａｔｏｎ　１１０２）の層から成る対照サンプルを調製した。この層を上述と同じ条件
（５０Ｗのレーザー出力および１秒当たり２４インチ（６１ｃｍ）の走査速度で二酸化炭
素レーザー彫り込み機（アリゾナ州、ＴｕｃｓｏｎのＵＬＳ社製））を使って彫り込みし
た。そのレーザーはその層の表面に集束された。その彫り込み深さは０．０５６ｃｍ（０
．０２２インチ）と測定された。廃物は掃除が容易でない粘着性の粉末であった。
【００６１】
実施例５Ａ
次の実施例は、エラストマー層を光重合させるための漂白可能な光開始剤に基づくホスフ
ィンオキシドの効率を実証している。
【００６２】
表３に表示した配合物の光重合可能な層を、すべての成分を約３０ｍｌのテトラヒドロフ
ラン（ＴＨＦ）に混合し、それを平なべに流延してフードの下で溶媒を蒸発させることに
よって調製した。その後で、材料を真空オーブンの中にひと晩置いて、残りの溶媒を追い
出した。次いで、この材料を約１００℃の加熱プレスで約６０ミル（０．１５２ｃｍ）の
厚さの光重合可能な層にプレス加工した。層の未硬化の硬度は４４ショアＡであった。こ
の層をＯＬＩＴＥ　ＡＬ８３紫外線暴露装置（ＯＬＥＣ）を使用して約３０秒間で光重合
させた。発生源の紫外線の強度は１５．５ｍＷ／ｃｍ２であった。光硬化した層のショア
Ａ硬度は７０であることが分かった。
【００６３】
【表３】

【００６４】
比較例５Ｂ
０％のＤＭＰＡ（図１Ｂ参照）が０．５％のビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）
－フェニルホスフィンオキシドに取って代わり、そして１５％のＮｉｓｓｏオイルの代わ
りに１４．５％のＮｉｓｓｏオイルを用いた以外は、実施例５Ａで論じたものと同じ配合
物を持つ光重合可能な層を調製した。その手順は実施例５Ａで使用したものと同じであっ
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た。その層の未硬化の硬度は４４ショアＡであった。次いで、この層を同じ光線源および
同じ条件で光重合させた。３０秒間暴露した結果、ショアＡ硬度は５７になり、３００秒
の暴露時間では硬度が６８という結果になった。
【００６５】
【発明の効果】
本発明によれば、機械的および光化学的の両方で強化されるエラストマー要素が得られ、
レーザーで彫り込んでもエラストマー物質を効果的に除去でき、望ましい浮彫りの品質、
そして最終的に望ましい印刷品質が与えられる。
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